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１．概要（Summary） 

複素透過率をもつビルトインレンズマスク(位相変調透

過板)によるレンズ効果を利用し、これを実際に作製した 3

次元リソグラフィの可能性について既に報告している。1,2) 

ここでは、その原理的な実験検証をさらに進めるため、

露光実験系の光源をコヒーレンシーの高いレーザー光源

に変更して、試作した位相変調透過板による露光実験を

行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

大面積超高速電子線描画装置 

【実験方法】 

これまでに作製した位相透過板、Cr 対応のドライエッ

チング装置を用いた改良プロセスの設計を行った。 

Fig. 1に示すように、大面積超高速電子線描画装置に

よりパターンを形成し、Cr エッチング(磁気中性線放電ド

ライエッチング装置)、ステッパーによるmix & match 露

光を行い、石英エッチング(磁気中性線放電ドライエッチ

ング装置)で必要部分の石英基板を掘り下げて位相変調

部を作製した。 

 

Fig. 1 Fabrication Process of built-in lens mask. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回作製した位相透過板により、三次元フォトリソグラ

フィによるパターン形成実験を行った。 

これまでの水銀ランプを光源とした i 線に変えて、コヒ

ーレント性の高いレーザー光源による露光系を構築し、

試作した位相透過板を用いて結像状態を検証した。 

Fig. 2に、半導体レーザー光源による露光実験結果を

示す。位相透過板を用いた一括露光により、ピラミッドフ

レーム状の構造が結像できていることがわかった。 

 

 
Fig. 2  Three-dimensional photolithography result 

with a built-in mask.  
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